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１．概要（Summary） 

金ナノ構造は特徴的な光吸収ピークを有するため，光

吸収体として様々な分野に応用されている。光吸収ピー

ク波長は寸法によって変化することが知られており，主に

可視光域での吸収が用いられる。近年，近赤外や赤外領

域において光吸収ピークを有する構造が提案されている

が，近赤外領域においてナローバンドな吸収ピークを示

す構造は少ない。報告されている構造は作製と吸収ピー

クの制御が難しく，実用的ではない。 

そこで本研究では，直線状金ナノワイヤ構造グレーティ

ング構造にシリコン（Si）を被覆した新しい構造を提案し，

その作製と光学的評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置，高速高精度電子ビーム描画

装置，電子線蒸着装置 

【実験方法】 

まず，Si 基板上にアライメントマークを形成するための

フォトリソグラフィ用フォトマスクをレーザー直接描画装置

により作製した。金薄膜パターンを形成した後，その上に

電子ビーム描画装置と電子線蒸着装置を用いて金ナノ構

造を作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した構造の SEM写真をFig. 1および 2に示す。

さらに光吸収スペクトルを測定し，近赤外領域にてナロ

ーバンドの光吸収ピークを有することを確認した。さらに，

ナノワイヤ間のピッチや Si厚さを制御することで，容易に

光吸収ピーク波長を制御することができた。 
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Fig. 1 SEM images of fabricated gold nanowire 

grating structures (topview).  

 

 
Fig. 2 SEM images of fabricated gold nanowire 

grating structures (cross-section).  
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